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１．概要（Summary） 

我々は大気圧プラズマを用いた農業分野等でのバイオ

応用研究を進めている。プラズマ照射による微生物の殺

菌の報告例は非常に多いが、それらは酸性領域での効

果であった。近年我々はリン酸緩衝液中で芳香族環を有

するアミノ酸の一種であるフェニルアラニン溶液にプラズ

マ処理を行うと、中性領域において効率よい大腸菌の殺

菌効果を有するだけでなく、植物成長の促進効果を有す

ることをも見出した。植物工場のような閉鎖環境において

カビ等の発生が抑制されたクリーンな水耕養液によって

短期間での収穫を達成するために非常に有意義である。

本研究ではより効率のよい殺菌方法の開発のため、他の

芳香族アミノ酸 (トリプトファン) に対してプラズマ照射を

行い大腸菌に対する効果を検討した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高密度大気圧プラズマ装置、真空紫外吸収分光計

（原子状ラジカルモニター）、In-situ 電子スピン共鳴

（ESR） 

【実験方法】 

超高密度大気圧プラズマ装置を用いて発生したプラズ

マを、トリプトファンが溶解されたリン酸緩衝液 (pH6.3) 

を含む大腸菌懸濁液 (菌濃度 1.0×107 /ml) に照射し

た。プラズマの照射条件として、大気圧プラズマ装置に導

入するガス流量をアルゴンガス 4.96 slm, 酸素 0.04 slm

と設定し、照射距離を 10 mm として 1, 1.5, 2, 3, 5分間

処理した。大腸菌生菌数の変化をコロニーカウント法で評

価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

プラズマ照射時間 1.5分で 2桁、また 5分でほぼ 6桁

の大腸菌が殺菌された。この結果よりトリプトファンを含ん

だリン酸緩衝液に酸素ラジカルを直接照射すると、中性

pH 領域において大腸菌を効率よく殺菌することに成功し

た。フェニルアラニン溶液だけでなくトリプトファン溶液に

対してもプラズマ照射によって大腸菌の殺菌効果を示した

ことから、これらのアミノ酸を構成するベンゼン環がプラズ

マによる活性化に重要であることが示唆された。 
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